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  제조 공정의 번잡을 피할 수 있고, 재료 선택의 폭이 넓어지는 동시에 제조 제품 수율이 높은 액티브 매트릭스 기판의 제
조방법 및 이것을 이용한 액정표시장치의 제조방법이 제공된다. 액티브 소자(602)에 전기적으로 접속되는 화소전극의 형
성 영역에, 색재료와 도전성 재료가 혼합된 잉크를 잉크젯 방식으로 토출하는 공정에 의해, 화소전극 및 컬러 필터로서 작
용하는 도전성 착색층(606~608)을 형성한다.

대표도

도 6

색인어

액티브 매트릭스 기판, 액정표시장치, 박막 트랜지스터, 박막 다이오드, 잉크 토출, 도전성 착색층

명세서

  기술분야

  본 발명은 TFT(Thin Film Transistor: 박막 트랜지스터), TFD(Thin Film Diode: 박막 다이오드) 등의 액티브 소자가
매트릭스 형상으로 형성되어 있는 액티브 매트릭스 기판의 제조방법 및 그것을 이용한 액정표시장치의 제조방법에 관한
것이다.

  배경기술

  종래부터, 액티브 매트릭스 기판과, 대향기판과, 이들 기판간에 액정을 끼운 구조의 액정표시장치가 알려져 있다. 이 액
정표시장치에서는, 액티브 매트릭스 기판에 액티브 소자 및 이것에 의해 선택 구동되는 화소전극이 설치되고, 대향기판에
는 대향전극이 설치되어 있다. 이러한 액정표시장치에 있어서 컬러 표시를 실현하기 위하여는, 적(R), 녹(G), 청(B)의 색채
를 갖는 투과형 컬러 필터를 표시 화소마다 배치한다.

  일본국 특개평9-292633호 공보에는, 기판상에 형성된 TFT간의 개구 영역에 경화성 잉크를 잉크젯트 방식에 의해 부여
하여 컬러 필터를 형성하고, 이 컬러 필터상에 투명 화소전극을 형성하는 것이 기재되어 있다.

  그러나, 상기 특개평9-292633호 공보에서는, 잉크층의 형성과 화소전극의 형성을 별도로 행할 필요가 있어, 제조 공정
이 번잡하였다.

  또, 화소전극의 형성에 앞서 잉크젯트 토출에 의해 액티브 소자의 전극이 피복되어 버리는 것을 방지하기 위하여, 액티브
소자의 상면 전체에 패시베이션막이나 차광층을 형성한 후에 잉크젯트 토출할 필요가 있지만, 이들 패시베이션막이나 차
광층에는 액티브 소자의 전극에 이어지는 화소전극을 위한 콘택트홀을 형성할 필요가 있어, 제조 공정의 번잡을 증가시켰
다.

  한편, 일본국 특개평8-313726호 공보에는, 컬러 필터로서의 착색층을 도전성으로 함으로써, 화소전극을 겸하도록 하는
것이 기재되어 있다. 이에 의하연, 잉크층의 형성과 화소전극의 형성을 동일 작업으로 행할 수 있어, 패시베이션막이나 차
광층에 콘택트홀을 형성할 필요가 없어진다.

  그러나, 상기 특개평8-313726호 공보에서는 컬러 필터로서 도전성 레지스트를 사용하는 것에 의해 패터닝하고 있지만,
최적의 색조정, 도전성, 레지스트로서의 성능을, 3개 동시에 충족시키기 위하여 선정될 수 있는 재료는 극히 한정되어 있
다. 예컨대, 통상의 포토폴리머 타입의 컬러 레지스트에서는, 도전재료를 혼합하면, 광개시체에 의한 라디칼의 발생이 저
해되므로, 그 실현이 곤란한 경우가 있다.

  또, 레지스트를 사용한 패터닝은 노광, 현상 등의 공정이 불가결하기 때문에, 제조 공정의 번잡은 피할 수 없다. 또, 패터
닝에 의해 불필요한 레지스트를 제거하지 않을 수 없기 때문에, 색재료나 도전성 재료가 쓸모없게 되지 않을 수 없었다.

  본 발명은, 제조공정의 번잡을 피할 수 있고, 재료 선택의 폭이 넓은 동시에 제조 수율이 높은 액티브 매트릭스 기판의 제
조방법 및 이것을 이용한 액정표시장치의 제조방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

  발명의 개시

  상기 과제를 해결하기 위하여, 본 발명의 액티브 매트릭스 기판의 제조방법은, 액티브 소자에 전기적으로 접속되는 화소
전극의 형성 영역에, 색재료와 도전성 재료가 혼합되어 이루어지는 잉크를 잉크젯트 방식으로 토출하는 공정에 의하여, 화
소전극 및 컬러 필터로서 작용하는 도전성 착색층을 형성하는 것을 특징으로 한다.

  상기 제조방법에서, 상기 액티브 매트릭스 소자 중 상기 도전성 착색층이 전기적으로 접속되는 하나의 전극 이외의 전극
을 덮는 위치에 블랙 매트릭스를 구성하는 절연층을 소정의 높이로 형성한 후, 상기 잉크를 토출하는 상기 공정을 실행할
것이 요망된다.
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  또, 상기 도전성 착색층이 형성되는 위치에, 광반사성을 갖는 반사층을 형성한 후, 상기 잉크를 토출하는 상기 공정을 실
행함으로써, 반사형 액티브 매트릭스 기판을 제조하는 것으로 하여도 좋다.

  또, 상기 반사층에, 층의 두께 방향으로 광을 투과시키는 간극을 형성함으로써, 반투과형의 액티브 매트릭스 기판을 제조
하는 것으로 하여도 좋다.

  상기 반사형 또는 반투과형의 액티브 매트릭스 소자의 제조방법에 있어서, 상기 액티브 소자중 상기 도전성 착색층이 전
기적으로 접속되는 1개의 전극 이외의 전극을 덮는 위치에 제 1 절연층을 형성하고, 상기 제 l 절연층 상에 상기 도전성 착
색층을 상기 1개의 전극에 전기적으로 접속시키는 상기 반사층과, 블랙 매트릭스를 구성하는 소정의 높이의 제 2 절연층
을 형성한 뒤, 상기 잉크를 토출하는 상기 공정을 실행하는 것이 바람직하다.

  또, 상기 반사형 또는 반투과형의 액티브 매트릭스 소자의 제조방법에 있어서, 상기 제 1 절연층은 상기 액티브 소자의 전
면을 덮는 위치에 형성하고, 상기 반사층은 상기 제 1 절연층 중 상기 1개의 전극에 대응하는 위치에 형성된 콘택트홀을 통
하여 상기 1개의 전극에 전기적으로 접속되는 것이 바람직하다.

  또, 상기 제조방법에 있어서, 상기 잉크를 토출하여 형성되는 화소전극의 색은 적어도 3종류 가지는 것이 바람직하다.

  또, 상기 제조방법에 있어서, 상기 액티브 소자는 박막 트랜지스터(TFT)라도 좋고, 박막 다이오드(TFD)라도 좋다.

  본 발명의 액정표시장치의 제조방법은, 상기 방법에 의해 제조된 액티브 매트릭스 기판과, 상기 액티브 매트릭스 기판에
대향하여 배치되는 대향 기판과의 사이에, 액정층을 봉입하는 것을 특징으로 한다.

  또, 본 발명의 전자기기의 제조방법은, 상기 방법에 의해 제조된 액정표시장치를 표시 수단으로서 사용하는 것을 특징으
로 한다.

  
도면의 간단한 설명

  도 1은 제 1 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 2는 제 1 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 3은 제 l 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 4는 제 1 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 5는 제 2 실시형태에 의한 액티브 매트릭스 기판 및 액정표시장치의 평면도(a) 및 그 A-A'선 단면도(b).

  도 6은 제 3 실시형태에 의한 액티브 매트릭스 기판 및 액정표시장치의 제조 공정 단면도.

  도 7은 제 3 실시형태의 변형예에 의한 액티브 매트릭스 기판 및 액정표시장치의 제조 공정 단면도.

  도 8은 제 3 실시형태의 다른 변형예에 의한 액티브 매트릭스 기판 및 액정표시장치의 제조 공정 단면도.

  도 9는 제 4 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 l0은 제 4 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 11은 제 4 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 12는 제 4 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 13은 제 4 실시형태의 변형예에 의한 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 14는 제 4 실시형태의 변형예에 의한 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 15는 제 4 실시형태의 변형예에 의한 제조 공정의 일례를 나타낸 도면.

  도 16은 본 발명의 실시형태의 제조방법에 의해 제조되는 전자기기인 노트형 퍼스널 컴퓨터의 사시도.

  또한, 도면 중, 부호 201, 401 및 601은 박막 트랜지스터측 기판, 801은 박막 다이오드측 기판, 202 및 602는 TFT(박막
트랜지스터), 802는 TFD (박막 다이오드), 206∼208, 406∼408, 606∼608 및 806∼808은 도전성 착색층, 209 및 409
는 드레인 영역, 611은 드레인 전극, 412 및 812는 도전층, 210, 410, 610 및 810은 액티브 매트릭스 기판, 217, 417,
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617 및 817은 대향 기판, 218, 418 및 6l8은 대향 전극, 818은 주사선, 219, 419, 619 및 819는 액정, 220, 420, 620 및
820은 절연막, 221, 42l, 621 및 821은 배향막, 222, 422, 622 및 822는 배향막, 200, 400, 600, 800 및 300은 액정표시
장치, 500은 퍼스널 컴퓨터(전자기기)이다.

  발명을 실시하기 위한 최선의 형태

  이하 본 발명의 실시의 형태에 대해서 도면을 이용하여 상세하게 설명한다.

  (1. 제 1 실시형태)

  제 1 실시형태는 액티브 소자로서 TFT를 사용하는 실시형태이다.

  (1-1. 제조 공정)

  도 1 ∼ 도 4는 제 1 실시형태의 제조 공정의 일례를 나타내는 도면이며, 각 도면 (a)는 평면도, (b)는 (a)의 A-A'선 단면
도이다. 우선, 박막 트랜지스터측 기판(201)에 TFT(202)를 형성한다. 이 TFT(202)는 게이트선(203), 소스선(204), 절연
막(205) 등으로 구성된다(도 1).

  다음에, 도 2에 나타낸 바와 같이, 소스선(204)의 보호막이 되는 절연막(220)을 형성한다. 이 절연막(220)은, TFT(202)
의 일부(소스선(204))를 덮는 동시에, 화소의 주위를 둘러싸도록 형성함으로써, 블랙 매트릭스로서 기능한다. 또한, 이 절
연막을 소정의 높이로 형성함으로써, 뒤에 잉크젯 토출되는 잉크가 다른 화소로 흘러넘치지 않게 하는 뱅크로서 기능한다.

  절연막(220)은, TFT(202) 중 도전성 착색층이 전기적으로 접속되는 드레인 전극 이외의 전극(소스 및 게이트)을 덮도록
형성되는 것이 바람직하다. 이것에 의해, 도전성 잉크를 부여한 경우에 도전성 잉크가 드레인 영역에만 접속되고, 소스 및
게이트에는 접속되지 않게 할 수 있다.

  또, 절연막(220)은 매트릭스 형상으로 교차하는 소스선(204) 및 게이트선(203)을 따라 형성되는 것이 바람직하다. 이것
에 의해, 소스선 및 게이트선과 블랙 매트릭스와의 위치가 일치하고, 개구율을 확보할 수 있다. 또, 소스선(204) 및 게이트
선(203)을 덮도록 절연막(220)을 형성하는 것에 의해, 도전성 착색층이 소스선(204) 또는 게이트선(203)과 합선하는 것
을 방지 할 수 있다.

  다음에, 도 3에 나타낸 바와 같이, 절연막(205)에 콘택트홀을 개구하고, 그 후에 적색의 도전성 잉크· 녹색의 도전성 잉크
· 청색의 도전성 잉크를 잉크젯 방식에 의해 각 화소내로 토출한다. 이러한 도전성 잉크로서는, 예컨대 잉크내에 도전성 미
립자를 혼합, 분산한 것을 사용할 수 있다. 잉크젯 토출된 잉크는 자연 분위기중에서 건조시키고, 핫 플레이트 및/또는 오
븐으로 고형화시킨다. 이것에 의해, 도전성 착색층(206∼208)이 형성되어 액티브 매트릭스 기판(2l0)이 완성된다.

  본 실시예에서는, 컬러 필터가 되는 잉크는 도전성을 가진다. 도전성을 갖는 잉크는, 예컨대, 투명도전막의 재료가 되는
IT0(Indium Tin 0xide), Sn02(산화주석) 등의 미립자를 잉크에 혼합하는 것 등에 의해 형성할 수 있다.

  또, 이와 같이 잉크에 도전성을 가지게 하는 것에 의해, 이것들에 의해 형성된 도전성 착색층(206∼208)을, 박막 트랜지
스터측 기판에 설치된 컬러 필터로서 사용함과 동시에 액정을 구동하기 위한 화소전극으로서 사용하는 것이 가능해진다.
이를 위하여, 이들 도전성 착색층(206∼208)과 TFT(202)의 드레인 영역(209)과는 콘택트홀을 통하여 접속되어 있다.

  그 후, 도 4에 나타낸 바와 같이, 배향막(222)를 적층하고 러빙 처리한다. 한편, 대향 기판(217)은 그 내측에, 투명 도전막
으로 이루어진 대향 전극(218) 및 배향막(221)이 설치되어 있을 뿐인 구조가 되어 있다. 박막 트랜지스터측 기판(201)과
대향 기판(217)의 사이에는 액정(219)이 봉입되어, 액정표시장치(200)가 된다.

  본 실시형태에 의하면, 도전성 잉크로 이루어진 컬러 필터가 박막 트랜지스터측 기판에 설치되어 있다. 이것에 의해, 대
향 기판에 컬러 필터를 형성할 필요가 없어져, 대향 기판의 제조 비용을 저감할 수 있다. 또 박막 트랜지스터측 기판과 대
향 기판과의 정합 정밀도의 허용도가 넓어진다.

  또, 본 실시형태에 의하면, 컬러 필터가 되는 도전성 잉크가 화소전극을 겸하기 때문에, 화소전극을 성막하고 이것을 패
터닝하는 공정을 생략 할 수 있다. 이것에 의해 비용의 저감 및 수율의 향상을 도모할 수 있다.

  또, 예컨대 ITO로 이루어진 화소전극의 상부에 컬러 레지스트 등으로 이루어진 컬러 필터를 형성하는 구성과 비교하면,
본 실시형태는 다음과 같은 우위점을 가진다. 즉, 화소전극의 상부에 컬러 필터를 형성하는 구성이면, 컬러 필터에 액정 구
동시의 전압이 인가되고 전압 분할에 의해 액정에 인가되는 전압(실효 전압)이 감소하며, 이것은 화질 저하의 원인이 된다.
이것에 대해서 본 실시형태에서는, 도전성 착색층(206~208)이 화소전극과 컬러 필터를 겸하기 때문에, 이러한 화질 저하
의 문제가 생기는 것을 유효하게 방지 할 수 있다.

  또한, 본 실시형태에 의하면, 화소전극의 상부에 컬러 필터를 형성하는 구성에 비하여, 개구율을 높일 수 있다. 즉, 화소전
극의 상부에 컬러 필터를 형성하는 구성에 의하면, 화소전극과 컬러 필터와의 정합 여유가 필요하게 되지만, 본 실시예에
의하면 이러한 정합 여유가 필요하지 않은 만큼 개구율을 높일 수 있다.

  (1-2. 도전성 착색층)
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  그런데 도전성 착색층은, 상기 실시형태와 같이, 용매에 안료 등의 색소 및 ITO 등의 도전성 물질을 분산시킴으로써 형성
할 수 있다.

  용매에 색소 및 도전성 물질을 분산시키는 경우에는, 색소 및 도전성 물질 등의 고형 성분의 비율을 일정값 이하로 억제
할 필요가 있다. 도전성 잉크중의 고형 성분의 비율이 높으면, 포트 라이프(사용 가능한 액체 상태가 유지되는 시간)가 짧
아지기 때문이다. 즉, 색소, 도전성 물질 등의 고형 성분이 응집하여, 도전성 잉크의 잉크젯에 의한 토출 불능 또는 토출 특
성의 악화를 초래하고, 공장 등에서의 생산에 지장을 초래한다.

  그 때문에, 고형 성분비는 10퍼센트 정도 이하로 하는 것이 바람직하고, 6퍼센트 정도 이하로 하는 것이 더욱 바람직하
다. 또 고형 성분비를 작게 하기 위해서는 레지스트 중에 포함시키는 도전성 물질 등을 적게 하면 좋지만, 너무 적게 하면
도전성 착색층의 비저항이 증가해 버린다. 따라서 포트 라이프와 비저항의 관계를 고려하여, 고형 성분비는 가장 밸런스가
좋은 것으로 할 필요가 있다.

  용매에 안료등을 분산시키는 경우에는, 특히 제한되지는 않지만, 예컨대 적색계 안료로서는 페릴렌계, 안트라퀴논계, 디
안트라퀴논계, 아조계, 디아조계, 퀴나크리돈계, 안트라센계 등의 안료를 들수 있다. 또 녹색계 안료로서는 할로겐화 프탈
로시아닌계 등의 안료를 들수 있다. 또 청색계 안료로서는, 금속 프탈로시아닌계, 인댄스론계, 인도페놀계 등의 안료를 들
수 있다. 이 밖에도, 자색계, 황색계, 시아닌계 및 마젠타계의 안료 등을 병용하는 것도 가능하다.

  (1-3. 도전성)

  본 실시예에 있어서의 도전성 착색층도 소정의 임피던스 성분(비저항 및 용량 성분)을 가진다. 따라서, 도전성 착색층이
드레인 영역과 액정과의 사이에 개재하는 것에 기인하여, 액정으로 인가되는 실효 전압이 저하 한다고 하는 문제도 생긴
다. 거기서, 도전성 착색층의 비저항은 가능한 한 작은 것이 바람직하다.

  도전성 착색층의 비저항은, 액정 패널의 크기, 목표로 하는 표시 특성등에 의존은 하지만, 1 ×1O7 Ω·cm 정도 이하인 것
이 바람직하고, 1 ×1O6 Ω·cm 정도 이하인 것이 더욱 바람직하다.

  (1-4. 도전성 미립자의 형상 등)

  착색층 중에 포함시키는 도전성 물질은 미립자 형상인 것이 바람직하다. 이것은 도전성 물질을 포함시키는 것에 기인하
는 컬러 레지스트의 투과율의 저하를 최소한으로 억제하기 때문이다. 같은 이유에 의해, 분산시키는 도전성 물질은 투명성
을 갖는 것이 바람직하다. 이를 위하여 도전성 물질로서는 ITO, SnO2 등이 최적인 것이 된다. 혹은 이들과 카본, 금, 은과

의 혼합 재료를 사용할 수도 있다.

  또 도전성 물질을 미립자 형상으로 하는 경우, 그 미립자의 형상은, 구상보다도, 접시 형상이나 봉 형상 등인 것이 바람직
하다. 왜냐하면 접시 형상, 봉 형상 등으로 하면 서로 이웃하는 미립자간의 오버랩 면적을 크게 할 수 있고, 이 결과, 전류를
보다 흘리기 쉽게 할 수 있어, 비저항을 내릴 수 있기 때문이다. 즉, 비저항을 내리는데는 분산시키는 도전성 미립자의 비
율을 높이면 좋지만, 너무 높게 하면 예컨대 투과율이 낮아지거나, 색특성이 저하하거나, 전술한 포트 라이프 등의 문제가
생긴다. 접시 형상, 봉 형상 등의 서로 이웃하는 미립자간의 오버랩 면적을 크게 할 수 있는 형상으로 하면, 도전성 미립자
의 비율을 그다지 높게 하지 않고 비저항을 낮출 수 있다.

  또 도전성 물질의 균일한 분산 상태를 실현하기 위해서 도전성 미립자에 소수(疏水) 처리를 실시하여 그 표면을 소수성으
로 하는 것이 바람직하다. 즉, 도전성 미립자가 친수성의 표면을 가지면, 안료 등의 색소의 많은 부분이 소수성의 표면을
가지기 때문에, 친수성의 도전성 미립자의 2차 응집 등이 생겨, 균일한 분산 상태를 얻지 못할 가능성이 있기 때문이다. 소
수 처리는, 예컨대 커플링제 등을 사용하는 것에 의해 실현 할 수 있어, 커플링제로서는 실란계, 티탄산염계, 크롬계 등의
여러 가지의 것을 사용할 수 있다.

  본 실시예에 있어서의 블랙 매트릭스는, 스트라이프형, 모자이크형, 트라이앵글형, 4화소 배치형 등의 패턴에 배치된 컬
러 필터의 사이에 배치되어, 차광층이 되는 것이다.

  (1-5. 블랙 매트릭스)

  또 본 실시예에 있어서 블랙 매트릭스를 구성하는 절연막은, 실리콘 산화막인 것이 바람직하다. 실리콘 산화막은, 박막
트랜지스터, LSI 등의 제조 과정에 있어서의 절연막으로서 일반적으로 사용되는 것으로, 내열성, 내약품성이 뛰어난 것이
기 때문이다.

  즉, 종래의 블랙 매트릭스에 이용된 재질에 비해, 박막 트랜지스터 등의 제조 과정과의 상대성이 좋다. 특히 블랙 매트릭
스를 박막 트랜지스터측 기판 위에 형성하는 경우에는, 이 상대성이 문제가 된다. 이 경우에는, 블랙 매트릭스도 박막 트랜
지스터와 동일 제조 과정으로 형성되는 것이 되기 때문이다.

  따라서, 블랙 매트릭스의 재질로서 박막 트랜지스터의 제조에서 일반적으로 사용되는 실리콘 산화막 등을 이용하면, 예
컨대 블랙 매트릭스의 형성 공정의 뒤에 사용하는 에칭액, 온도 등에 대해서 그다지 고려할 필요가 없어진다. 이것에 의해
제조 과정에 사용되는 약품 등의 선택이 용이해진다. 또, 박막 트랜지스터에 있어서의 절연막과 블랙 매트릭스가 다층 구
조가 된 경우에도, 이들은 같은 재질로 형성되기 때문에 응력 등에 의해 생기는 비틀림의 악영향을 적게 할 수 있다.
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  또, 블랙 매트릭스를 구성하는 실리콘 산화막을, 박막 트랜지스터의 절연막(소스선의 보호막)으로서 겸용하는 것도 가능
해진다.

  더욱이, 본 실시예에 있어서는 실리콘 산화막만으로 되지 않고, 이 실리콘 산화막과 균등인 재질의 막, 티탄 산화막 등도
채용 할 수 있어, 박막 트랜지스터 등의 제조와의 과정 적합성이 좋은 것이면 여러 가지의 것을 채용할 수 있다.

  또 본 실시예에 있어서 절연막에 포함시키는 색소로서는 안료가 바람직하다. 안료에는 내열성이 비교적 있고, 따라서, 컬
러 필터 등의 내열성을 증가시켰을 때에, 이것에 따라 색소의 내열성을 증가시키는 것이 바람직하기 때문이다. 단, 절연막
에 포함시키는 색소는 이것에 제한되는 것은 아니고, 예컨대 염료 등을 사용해도 좋다. 본 실시예에서 절연막에 포함시키
는 흑색의 안료로서는, 카본계의 것 등이 생각된다.

  (2. 제 2 실시형태)

  제 2 실시형태는 도전성의 착색층과 박막 트랜지스터의 드레인 영역과의 사이에 메탈 등의 도전층을 개재시키는 실시형
태이다.

  도 5는 제 2 실시형태에 의한 액티브 매트릭스 기판 및 액정표시장치의 평면도(a) 및 그 A-A'선 단면도(b)이다. 그 제법
이 제 1 실시형태와 다른 것은, 드레인 영역(409)에 통하기 위한 콘택트홀을 절연막(405)으로 개구시킨 뒤, 드레인 영역
(409)과 도전성 착색층(406~408)을 도통시키는 도전층(412)을 형성하는 점에 있다. 이 도전층(412)은 메탈 등으로 이루
어진다. 또 도전층(412)를 형성한 뒤에, 컬러 필터와 화소전극을 겸하는 도전성 착색층(406~408)을 형성하여, 액티브 매
트릭스 기판(410)으로 한다. 배향막(422), 대향 기판(417), 대향 전극(4l8), 배향막(421), 액정(419)은 상기 제 1 실시형
태와 마찬가지로 형성되어, 액정표시장치(400)가 된다.

  본 실시형태에 의하면, 화소전극이 되는 도전성 착색층(406~408)과 드레인 영역(409)과의 사이에서 양호한 콘택트를
취할 수 있어, 콘택트 저항의 경감 등이 가능해진다. 이것에 의해 액정에 인가되는 실효 전압을 높게 할 수 있어, 표시 특성
의 향상을 도모할 수 있다. 이 경우, 도전층(412)의 재료로서는, 드레인 영역과의 사이의 콘택트 저항 및 도전성 착색층과
의 사이의 콘택트 저항을 충분히 작게 할 수 있는 것이 바람직하다.

  (2-1. 변형예 1)

  또, 본 실시형태는 상기에 한하지 않고, 도전층(412)을 소스선(404)의 형성 시에 소스선(404)과 동일 재료에 의해 형성
해도 좋다. 즉, 소스선(404)를 패터닝 형성할 때에, 이 소스선(404)과 동일 재료의 도전층(4l2)도 패터닝 형성한다. 그 후
에, 도전성 착색층(406~408)을 형성한다. 이와 같이 소스선(404)과 동일한 재료로 도전층(412)을 형성하는 수법에 의하
면, 도전층을 형성하기 위해서 새로운 포트 및 에칭 공정을 부가할 필요가 없어져서, 공정수의 저감 및 제품 수율의 향상을
도모할 수 있다.

  본 실시형태에서는, 메탈 등으로 이루어진 도전층(412)을 콘택트홀로부터 인출하여, 도전성 잉크와의 사이의 접촉 저항
이 충분히 낮게 되도록, 도전성 착색층(406)과의 사이의 접촉 면적의 크기를 결정한다. 단, 도전층(412)이 비투광성 재료
로 이루어진 경우에는, 이 접촉 면적을 너무 크게 하면 개구율이 저하하기 때문에, 요구되는 콘택트 저항과 개구율에 따라
이 접촉 면적의 크기를 결정할 필요가 있다.

  (2-2. 변형예 2)

  도전층(412)은, 도 5와 같이 콘택트홀의 주변부에만 형성해도 좋지만, 이것에 한하지 않고, 화소전극이 되는 도전성 착색
층(406)의 주변부에 형성해도 좋다. 이것에 의해, 드레인 영역(409)과 화소전극과의 사이의 기생 저항을 작게 할 수 있어,
화질 저하를 방지 할 수 있다.

  또 도전층(412)을 도전성 착색층(406)의 주변부에 형성하는 경우, 주변부에 설치된 도전층(412)를 블랙 매트릭스의 일
부로서 겸용하는 것도 가능해진다. 이 경우, 게이트선(403), 소스선(404)이 블랙 매트릭스의 다른 일부가 된다.

  (2-3. 변형예 3)

  또, 도전층(412)을, 도전성 착색층(406~408)의 하부 전면에 ITO로 형성해도 좋다. 이것에 의해, 가령 도전성 착색층
(406~408)의 비저항이 높아도, 실제로 이러한 저항은 도전성 착색층의 두께만큼일 뿐이기 때문에, 액정 인가 실효 전압의
저감이 유효하게 방지된다.

  (2-4. 변형예 4)

  더욱이, 도전층(412)을 도전성 착색층(406~408)의 하부 전면에 형성하는 동시에, 도전층(412)을 메탈 등의 비투광성의
재료로 형성하면, 반사형의 액티브 매트릭스형 액정표시장치를 구성할 수 있다. 반사형의 액티브 매트릭스 액정표시장치
를 형성할 때는, 도전층(412)의 재료로서는 가능한 한 반사율이 높은 것이 바람직하다.

  종래의 반사형 액정표시장치에서는, 컬러 필터는 대향 기판 측에 형성되어 있었다. 그렇지만 반사형 액정표시장치에서
는, 반사광만이 광원이 되기 때문에, 개구율을 보다 높이는 것이 바람직하다. 본 실시예에서는, 컬러 필터를 박막 트랜지스
터측 기판(401)에 내장함으로써 개구율을 향상 시킬 수 있다. 더욱이, 컬러 필터를 도전성으로 함으로써, 화소전극과 액정
과의 사이에 컬러 필터가 개재하는 것에 의한 전압 분할의 문제 등을 방지 할 수 있다.
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  또 반사형 액정표시장치를 구성하기 위해서 봉입되는 액정(419)은, 고분자 분산형 액정(PDLC)인 것이 바람직하다.
PDLC에서는, TN 액정과 달리, 광의 투과를 산란 강도에 의해 제어 할 수 있어, 편광판이 불필요해지는 이점이 있다. 편광
판을 불필요로 함으로써, 개구율을 향상시킬 수 있는 동시에 장치의 제조 비용을 저감할 수 있다. PDLC는, 고분자중에 m
정도의 액정 분자를 분산시키거나, 그물눈 형상의 고분자중에 액정을 포함시키는 것에 의해 실현할 수 있다.

  (3. 제 3 실시형태)

  제 3 실시형태는, 액티브 소자인 TFT로서 상기와 다른 형태의 것을 사용하는 실시형태이다. 상기 제 1및 제 2 실시형태
와 다른 점은, TFT의 게이트 전극과 소스 및 드레인 전극과의 위치 관계가, 상하 역으로 되어 있는 점이다.

  도 6은, 제 3 실시형태에 의한 액티브 매트릭스 기판 및 액정표시장치의 제조 공정 단면도이다. 도 6(a)에 나타낸 바와 같
이, 박막 트랜지스터측 기판(601) 상에, 게이트 전극(603), 게이트 절연막(605), 아모퍼스 실리콘 막(631), 에칭 보호막
(632), 오믹층(633), 소스 전극(604) 및 드레인 전극(611)을 형성하는 것에 의해, TFT(602)를 형성한다.

  다음에, 도 6(b)에 나타낸 바와 같이, 소스 전극(604) 상에 절연막(620)을 형성한다. 이 절연막은 블랙 매트릭스를 겸하
고 있으며, 또 뒤에 부여되는 잉크가 다른 화소로 흘러넘치지 않게 하는 뱅크를 겸하고 있다.

  또한, 도 6(c)에 나타낸 바와 같이, 각 화소에 적색, 녹색, 청색의 도전성 잉크를 선택적으로 잉크젯 토출하여, 건조 및 고
형화시킨다. 이것에 의해, 화소전극 및 컬러 필터의 기능을 겸비한 도전성 착색층(606, 607, 608)이 형성되어, 액티브 매
트릭스 기판(610)이 완성된다.

  마지막으로, 도 6(d)에 나타낸 바와 같이, 배향막(622)을 적층하고 러빙 처리한다. 한편, 대향 기판(6l7)은 그 내측에, 투
명도전막으로 이루어진 대향 전극(618) 및 배향막(62l)이 설치되어 있다. 박막 트랜지스터측 기판(601)과 대향 기판(617)
의 사이에는 액정(619)이 봉입되어, 액정표시장치(600)가 된다.

  본 실시형태에 의하면, 드레인 전극(611)이 TFT(602) 상면에 배치되어 있기 때문에, 화소전극과 도통하기 위한 콘택트
홀이 일절 불필요해져서, 공정이 간략화되는 이점이 있다.

  더욱이, TFT의 구조는 상기 각 실시형태에서 설명한 것에 한하지 않고, 아모퍼스(비정질) 실리콘 박막 트랜지스터에 있
어서의 역형, 정형의 구조, 폴리(다결정) 실리콘 박막 트랜지스터에 있어서의 플래너형, 정형의 구조 등, 여러 가지의 것을
채용할 수 있다.

  (3-1. 변형예 5)

  도 7은, 제 3 실시형태의 변형예를 나타낸 도면이다. 또, 도 6과 동일한 부분에 대해서는, 동일한 부호를 붙이고 그 설명
을 생략한다. 본 변형예는, 제 3 실시형태의 드레인 전극(611)에, 광반사성을 구비한 전극(641)을 도전 접속하도록 설치함
으로써, 반사형 액정표시장치로 하는 것이다.

  우선, 도 7(a)에 나타낸 바와 같이, 도 6(a)와 마찬가지로 소스 전극(604) 및 드레인 전극(611)을 포함하는 TFT(602)를
형성한다.

  다음에, 도 7(b)에 나타낸 바와 같이, 절연막(640)을 형성한다. 반사형 액정표시장치를 형성하는 경우는, 이 절연막(640)
을 설치하지 않은 구성도 취할 수 있다. 그렇지만, 반사형 액정표시장치로서는, 반사광의 이용 효율을 높이는 것이 바람직
하다. 즉, 화소전극으로서 작용하는 부분의 면적을 보다 넓게 형성하는 것이 바람직하다. 그런데, 인접하는 트랜지스터 혹
은 배선을 구성하는 전극(도 7에서는, 소스 전극(604))보다 윗쪽의 부분도 화소전극으로서 작용하는 부분으로 하기 위하
여, 절연막(640)을 형성하고 있다.

  여기서, 본 실시형태는 반사형 액정표시장치이기 때문에, 절연막(640)은, 광투과성을 가지는 것이 아니라도 좋다.

  절연막(640)을 형성한 뒤, 드레인 전극(611)에 통하기 위한 콘택트홀을 절연막(640)에 개구하고, 드레인 전극(611)과 도
통시키는 도전층(641)을 형성한다.

  이 도전층(641)은, 반사형 액정표시장치로 하기 위해, 알루미늄(Al) 등의 광반사율이 가능한 한 높은 재료에 의해 형성된
다. 또, 도시되지는 않았지만, 반사형 액정표시장치로서 표시 품질을 보다 양호한 것으로 하기 위해, 도전층(641)의 표면에
는 섬세한 요철을 가지는 난반사면이 형성되어 있다.

  또, 도 6의 예와 마찬가지로, 절연막(620)을 형성한다. 단, 소스 전극(604)의 전체를 덮을 필요는 없다는 점에서 도 6의
예와 다르다. 이 절연막(620)은 블랙 매트릭스를 겸하고 있고, 또한 뒤에 부여되는 잉크가 다른 화소로 흘러넘치지 않게 하
는 뱅크를 겸하고 있다.

  더욱이, 도 7(c)에 나타낸 바와 같이, 각 화소에 적색, 녹색, 청색의 도전성 잉크를 선택적으로 잉크젯 토출하여, 건조 및
고형화 시킨다. 이것에 의해, 화소전극 및 컬러 필터의 기능을 겸비한 도전성 착색층(606, 607, 608)이 형성되어, 반사형
의 액티브 매트릭스 기판(610')이 완성된다.
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  마지막으로, 도 7(d)에 나타낸 바와 같이, 배향막(622)를 적층하고 러빙 처리한다. 한편, 대향 기판(6l7)은 그 내측에, 투
명 전극막으로 이루어진 대향 전극(618) 및 배향막(621)이 설치되어 있다. 박막 트랜지스터측 기판(60l)과 대향 기판
(617)의 사이에는 액정(619)이 봉입되어, 반사형 액정표시장치(600')가 된다.

  (3-2. 변형예 6)

  도 8은, 제 3 실시형태의 새로운 변형예를 나타낸 도면이다. 또한, 도 6 또는 도 7과 동일한 부분에 대해서는, 동일한 부
호를 붙이고 그 설명을 생략한다. 본 변형예는, 변형예 5의 도전층(641)을, 메탈 등의 비투광성의 재료로 형성하고, 또한
부분적으로 투광성을 부여하는 형상으로 형성하여 도전층(651)으로 하는 것에 의해, 반투과형의 액티브 매트릭스형 액정
표시장치를 구성하는 것이다.

  우선, 도 8(a)에 나타낸 바와 같이, 도 6(a) 및 도 7(a)와 마찬가지로 소스 전극(604) 및 드레인 전극(611)을 포함하는
TFT(602)를 형성한다.

  다음에, 도 8(b)에 나타낸 바와 같이, 절연막(650)을 형성한다. 여기서, 본 변형예는 반사광 및 투과광의 각각을 표시에
이용하는 반투과형 액정표시장치이기 때문에, 절연막(650)은, 광투과성을 가지는 재료로 형성한다. 또한, 절연막(650)을
형성하지 않는 구성도 채용할 수 있다. 그러나, 변형예 5에 있어서 절연막(640)을 형성하는 것이 바람직한 것과 마찬가지
의 이유로, 본 변형예에 있어서도 절연막(650)을 형성하는 것이 바람직하다.

  절연막(650)을 형성한 뒤, 드레인 전극(611)으로 통하기 위한 콘택트홀을 절연막(650)에 개구하고, 드레인 전극(611)과
도통시키는 도전층(651)을 형성한다.

  이 도전층(651)은, 반사광도 표시에 이용하는 반투과형 액정표시장치로 하기 위해, 알루미늄(Al) 등의 광반사율이 가능
한 한 높은 재료로 형성된다. 또, 도시되지는 않았지만, 본 변형예에 있어서도, 반사광을 표시에 이용할 때의 표시 품질을
보다 양호한 것으로 하기 위해, 도전층(651)의 표면에는 섬세한 요철을 갖는 난반사면이 형성되어 있다.

  변형예 5와 다른 것은, 이 도전층(651)에, 부분적으로 광을 투과시키기 위한 슬릿(652)을 형성한다는 점이다. 이 슬릿
(652)은, 도전층(651)의 패터닝 공정에 있어서 형성된다.

  또한, 도전층(651)에 투광성을 부여하기 위한 형상은, 슬릿에 한하지 않고 도전층(651)이 부분적으로 제거된 형상이면
어떠한 형상이라도 좋다. 또, 도전층(651)을 부분적으로 제거하는 면적은, 화소 영역을 투과하는 광(백라이트 광)의 투과
율을 어느 정도로 설정할지에 따라 결정된다.

  다음에, 도 7의 예와 마찬가지로, 절연막(620)을 형성한다. 이 절연막(620)은 블랙 매트릭스를 겸하고 있고, 또한 뒤에
부여되는 잉크가 다른 화소로 흘러넘치지 않게 하는 뱅크를 겸하고 있다.

  또한, 도 8(c)에 나타낸 바와 같이, 각 화소에 적색, 녹색, 청색의 도전성 잉크를 선택적으로 잉크젯 토출하여, 건조 및 고
형화시킨다. 이것에 의해, 화소전극 및 컬러 필터의 기능을 겸비한 도전성 착색층(606, 607, 608)이 형성되어, 반투과형의
액티브 매트릭스 기판(610")이 완성된다.

  마지막으로, 도 8(d)에 나타낸 바와 같이, 배향막(622)를 적층하고 러빙 처리한다.

  한편, 대향 기판(617)은 그 내측에, 투명 도전막으로 되는 대향 전극(618) 및 배향막(621)이 설치되어 있다. 박막 트랜지
스터측 기판(601)과 대향 기판(617)의 사이에는 액정(619)이 봉입된다.

  또한, 박막 트랜지스터측 기판(601)측으로부터 광을 조사하는 백라이트(660)가 설치되어, 반투과형 액정표시장치(600")
가 된다.

  (4. 제 4 실시형태)

  제 4 실시형태는, 액티브 소자로서 TFD를 사용하는 실시형태이다. 도 9 ∼ 도 12는, 제 4 실시형태의 제조 공정의 일례
를 나타내는도면으로, 각 도 (a)는 평면도, (b)는 (a)의 A-A'선 단면도이다. 우선, 박막 다이오드측 기판(801)은, 예컨대,
유리, 플라스틱, 자기(磁器), 반도체 웨이퍼 등의 절연성을 가지는 재료로 형성된다. 이 박막 다이오드측 기판(801)은, 투
과형 액정표시장치를 구성하는 경우는 투명성을 가질 필요가 있지만, 반사형 액정표시장치를 구성하는 경우는 투명성을
가질 필요는 없다.

  도 9에 나타낸 바와 같이, 박막 다이오드측 기판(801)상에, 신호선(814), TFD(802)의 제 1 도전막(851)을 소정의 패턴
으로 형성한다. 구체적으로는, 탄탈륨 또는 탄탈륨을 주성분으로 하는 금속을 스퍼터링법 또는 전자빔 증착법으로 형성하
고, 반응성 이온 에칭 혹은 화학 드라이 에칭 등을 행하여 소정의 패턴으로 형성한다.

  신호선(814)은, 주사 신호선으로서 이용되는 것으로, 박막 다이오드측 기판(801)상에 소정의 패턴으로 복수 병행하여 설
치되고, 도시하지 않은 주사신호 구동회로의 구동용 IC가 배치되는 위치까지 연장하고 있다.

  제 1 도전막(851)은, 신호선(814)으로부터 연장하여 박막 다이오드측 기판(801)상에 설치되며, 신호선(814)과 접속한
상태로 형성된다.
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  또한, 필요에 따라, 이 패터닝에 앞서, 박막 다이오드측 기판(801)상의 전면에 산화 탄탈륨의 보호 산화막을 형성해도 좋
다. 이 보호 산화막은, 스퍼터링법으로 퇴적한 탄탈륨막을 열산화하는 방법, 산화 탄탈륨으로이루어진 타깃을 이용한 스퍼
터링법 등으로 형성 할 수 있다.

  다음에, 박막 다이오드측 기판(801)을 구연산 등의 전해액에 넣어, 신호선(814) 및 제 1 도전막(851)을 양극 산화시키고,
그러한 표면에 산화 탄탈륨막을 형성하는 것에 의해, 제 1 도전막(851)의 표면에 절연막(852)을 형성한다.

  다음에, 박막 다이오드측 기판(801)의 전면에 크롬(Cr)을 스퍼터링하여 크롬막을 성막한 뒤, 에칭하여, 소정 패턴의 제 2
도전막(853)을 패터닝 한다. 이 제 2 도전막(853)의 형성에 의해서, 2단자형 비선형 소자인 TFD(802)가 형성된다. 이것
에 의해, 제 1 도전막(851)과 제 2 도전막(853)이 절연막(852)을 통하여 용량 결합된다. 또, 구동용 IC로부터의 신호는, 신
호선(814)으로부터 제 1 도전막(851)으로 전해져서, TFD(802)에 입력되는 것이 된다.

  또한, 이 박막 다이오드측 기판(12)에 소정 패턴의 도전층(812)을 각 화소의 거의 전역에 걸쳐서 형성한다. 도전층(812)
은, 예컨대 투과형 액정표시장치를 구성하는 경우는 ITO로 구성된다. 반사형 액정표시장치를 구성하는 경우는, 도전층
(812)을 알루미늄(Al)으로 구성하고, 표면에 섬세한 요철을 갖는 난반사면이 형성되어 있다.

  또, 도전층(812)은, TFD(802)측의 위치에서, 제 2 도전막(853)과 중첩할 수 있어, TFD(802)와 접속된다. 신호선(814)
으로부터의 신호는, TFD(802)를 통하여, 도전층(812)으로 입력되는 것이 된다.

  다음에, 도 10에 나타낸 바와 같이, 신호선(814)을 덮는 절연막(820)을 형성한다. 이 절연막(820)은, 신호선(814)뿐만
아니라, 도 l0(a)에 나타낸 바와 같이, 블랙 매트릭스와 뱅크를 겸하도록, 각 화소간의 경계 부분에 형성된다.

  또, 도 11에 나타낸 바와 같이, 각 화소에 도전성의 잉크를 잉크젯 토출하고 건조 및 고형화시켜 도전성 착색층
(806∼808)으로 하여, 액티브 매트릭스 기판(810)이 완성된다.

  다음에, 도 12에 나타낸 바와 같이, 액티브 매트릭스 기판(810)상에 배향막(822)을 적층하여 러빙 처리한다. 한편, 투명
한 대향 기판(817)에 주사선(818)을 설치하고, 또 배향막(821)을 적층하여 러빙 처리하고, 액티브 매트릭스 기판(810)과
대향 기판(817)을 대향시켜, 이들 간에 액정(819)을 봉입하여 액정표시장치(800)가 형성된다.

  또한, 대향 기판(817)의 외측면에는 도시하지 않은 편광판이 설치된다. 투과형 액티브 매트릭스 기판에는, 백라이트를 부
가하여 액정표시장치로 한다.

  (4-1. 변형예 7)

  도 13 내지 도 15는, 제 4 실시형태의 변형예에 의한 액티브 매트릭스 기판 및 액정표시장치의 제조 공정의 일례를 나타
내는 도면으로, 각 도(a)는 평면도, (b)는 그 A-A'선 단면도이다. 또, 도 9 내지 도 12와 동일 부분에 대해서는, 동일 부호
를 붙이고 그 설명은 생략한다. 본 변형예는, 제 4 실시형태의 도전층(812)을, 메탈 등의 비투광성의 재료로 형성하고, 또
한 부분적으로 투광성을 부여하는 형상으로 형성하여 도전층(870)으로 하는 것에 의해, 반투과형의 액티브 매트릭스형 액
정표시장치를 구성하는 것이다.

  도 13에 나타낸 바와 같이, 본 변형예의 액티브 매트릭스 기판을 제조하기에는, 우선 도 9와 마찬가지로, TFD를 구성하
는 제 2 도전막(853)을 형성한다.

  다음에, 도 14에 나타낸 바와 같이, 광투과성을 갖는 절연막(860)을 형성한다. 여기서, 이 절연막(860)을 설치하지 않은
구성도 취할 수 있다. 그렇지만, 반사형에 한하지 않고 반투과형 액정표시장치로서는, 반사광의 이용 효율을 높이는 것이
바람직하다. 즉, 화소전극으로서 작용하는 부분의 면적을 보다 넓게 형성하는 것이 바람직하다. 그런데, 인접하는 TFD 혹
은 배선을 구성하는 전극(도 14에 있어서는 인접하는 제 2 도전막(853))의 상부도 화소전극으로서 작용하는 부분으로 하
기 위해, 절연막(860)을 형성하고 있다.

  절연막(860)을 형성한 뒤, 제 2 도전막(853)에 통하기 위한 콘택트홀을 절연막(860)에 개구하고, 제 2 도전막(853)과 도
통하는 도전층(870)을 형성한다.

  이 도전층(870)은, 반사광도 표시에 이용하는 반투과형 액정표시장치로 하기 위해, 알루미늄(Al) 등의 광반사율이 가능
한 한 높은 재료에 의해 형성된다. 또, 도시하지는 않았지만, 반사광을 표시에 이용할 때의 표시 품질을 보다 바람직한 것
으로 하기 위해, 도전층(870)의 표면에 섬세한 요철을 갖는 난반사면이 형성되어 있다.

  또, 이 도전층(870)에는, 부분적으로 광을 투과시키기 위한 슬릿(872)을 형성한다. 이 슬릿(872)은, 도전층(870)의 패터
닝 공정에서 형성된다.

  또한, 도전층(870)에 투광성을 부여하기 위한 형상은, 슬릿에 한하지 않고, 도전층(870)이 부분적으로 제거된 형상이면
어떠한 형상이라도 좋다. 또, 도전층(870)을 부분적으로 제거하는 면적은, 화소 영역을 투과하는 광(백라이트의 광)의 투
과율을 어느 정도로 설정하는지에 따라 결정된다.

  다음에, 도 15에 나타낸 바와 같이, 도전층(870)의 외형을 따른 형상으로 절연막(880)을 형성한다. 이 절연막(880)은, 블
랙 매트릭스와 뱅크를 겸하도록, 각 화소간의 경계 부분에 형성된다.
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  또, 각 화소에 도전성의 잉크를 잉크젯 토출하고 건조 및 고형화시켜 도전성 착색층(806∼808)으로 하여, 반투과형의 액
정표시장치를 구성하는 액티브 매트릭스 기판(810')이 완성된다.

  다음에, 도 l2와 마찬가지로, 액티브 매트릭스 기판(810')상에 배향막(822)을 적층하고 러빙 처리한다. 한편, 투명한 대향
기판(817)에 주사선(818)을 설치하고, 또 배향막(82l)을 적층하여 러빙 처리하고, 액티브 매트릭스 기판(810')과 대향 전
극(817)을 대향시키고, 이들 간에 액정(819)을 봉입하여 액정표시장치(800')가 형성된다.

  또한, 대향 기판(817)의 외측면에는 도시하지 않은 편광판이 설치된다. 본 변형예는, 반투과형 액정표시장치로 하고 있기
때문에, 백라이트(890)를 배치한다.

  여기서, 도시하지는 않았지만, 도전층(870)의 슬릿을 형성하지 않은 구성으로 하면, 반사형 액정표시장치로 할 수 있다.

  (5. 전자기기)

  도 16은, 본 발명의 1실시형태의 제조방법에 의해 제조되는 전자기기인 노트형 퍼스널 컴퓨터의 사시도이다. 이 퍼스널
컴퓨터(500)는, 상기 컬러 액정표시장치를 표시부로서 사용하고 있으므로, 재료 선택의 폭이 넓어지는 것과 동시에 제조
제품 수율이 높다고 하는 이점을 가지고 있다.

  도면에 나타낸 바와 같이, 액정표시장치(300)는 케이싱(510)에 수납되고, 이 케이싱(510)에 형성된 개구부(511)로부터
액정표시장치(300)의 표시 영역이 노출되도록 구성되어 있다. 또, 퍼스널 컴퓨터(500)는 입력부로서의 키보드(530)를 구
비하고 있다.

  이 퍼스널 컴퓨터(500)는, 액정표시장치(300)외에, 도시하지 않았지만, 표시정보 출력원, 표시정보 처리회로, 클록발생
회로 등의 여러 가지 회로나, 그러한 회로에 전력을 공급하는 전원 회로 등으로 이루어지는 표시신호 생성부를 포함하여
구성된다. 액정표시장치(300)에는, 예컨대 입력부(530)로부터 입력된 정보 등에 기초한 표시신호 생성부에 의해서 생성된
표시신호가 공급되는 것에 의해서 표시 화상이 형성된다.

  본 실시형태에 관련되는 전기광학장치가 조립되는 전자기기로서는, 퍼스널 컴퓨터에 한하지 않고, 휴대형 전화기, 전자
수첩, 페이저, POS 단말, IC 카드, 미니 디스크 플레이어, 액정 프로젝터, 및 엔지니어링 · 워크스테이션(EWS), 워드 프로
세서, 텔레비젼, 뷰파인더형 또는 모니터 직시형의 비디오테이프 레코더, 전자 탁상 계산기, 카-네비게이션 장치, 터치 패
널을 구비한 장치, 시계, 게임 기기 등 여러 가지 전자기기를 들수 있다.

  산업상 이용 가능성

  본 발명에 의하면, 제조 공정의 번잡함을 피할 수 있고 재료 선택의 폭이 넓어지는 것과 동시에 제조 제품 수율이 높은 액
티브 매트릭스 기판의 제조방법 및 이것을 이용한 액정표시장치의 제조방법을 제공 할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  액티브 소자가 매트릭스 형상으로 형성되어 이루어지는 액티브 매트릭스 기판의 제조방법으로서,

  상기 액티브 소자에 전기적으로 접속되는 화소 전극의 형성 영역에, 색재료와 도전성 재료가 혼합되어 이루어지는 잉크
를 잉크젯 방식으로 토출하는 공정에 의해, 화소 전극 및 컬러 필터로서 작용하는 도전성 착색층을 형성하며,

  상기 액티브 소자 중 상기 도전성 착색층이 전기적으로 접속되는 1개의 전극 이외의 전극을 덮는 위치에 블랙 매트릭스
를 구성하는 절연층을 형성한 후, 상기 잉크를 토출하는 상기 공정을 실행하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 기판
의 제조방법.

청구항 2.
삭제

청구항 3.

  제 1 항에 있어서,

  상기 도전성 착색층이 형성되는 위치에, 광반사성을 갖는 반사층을 형성한 후, 상기 잉크를 토출하는 상기 공정을 실행함
으로써, 반사형의 액티브 매트릭스 기판을 제조하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 기판의 제조방법.

청구항 4.

등록특허 10-0500817

- 10 -



  제 3 항에 있어서,

  상기 반사층에, 층의 두께 방향으로 광을 투과시키는 간극을 형성함으로써, 반투과형의 액티브 매트릭스 기판을 제조하
는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 기판의 제조방법.

청구항 5.

  제 3 항 또는 제 4 항에 있어서,

  상기 액티브 소자 중 상기 도전성 착색층이 전기적으로 접속되는 1개의 전극 이외의 전극을 덮는 위치에 제 1 절연층을
형성하고,

  상기 제 1 절연층 상에, 상기 도전성 착색층을 상기 1개의 전극에 전기적으로 접속시키는 상기 반사층과, 블랙 매트릭스
를 구성하는 제 2 절연층을 형성한 후,

  상기 잉크를 토출하는 상기 공정을 실행하는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 기판의 제조방법.

청구항 6.

  제 5 항에 있어서,

  상기 제 1 절연층은 상기 액티브 소자의 전면을 덮는 위치에 형성하고,

  상기 반사층은, 상기 제 1 절연층 중 상기 1개의 전극에 대응하는 위치에 형성된 콘택트홀을 통하여 상기 1개의 전극에
전기적으로 접속되는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 기판의 제조방법.

청구항 7.

  제 1 항에 있어서,

  상기 잉크를 토출하여 형성되는 화소 전극의 색은, 적어도 3종류를 갖는 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 기판의 제
조방법.

청구항 8.

  제 1 항에 있어서,

  상기 액티브 소자는 박막 트랜지스터(TFT)인 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 기판의 제조방법.

청구항 9.

  제 1 항에 있어서,

  상기 액티브 소자는 박막 다이오드(TFD)인 것을 특징으로 하는 액티브 매트릭스 기판의 제조방법.

청구항 10.

  제 1 항에 기재된 방법에 의해 제조된 액티브 매트릭스 기판과, 상기 액티브 매트릭스 기판에 대향하여 배치되는 대향 기
판의 사이에, 액정층을 봉입하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치의 제조방법.

청구항 11.
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  제 10 항에 기재된 방법에 의해 제조된 액정표시장치를 표시 수단으로서 사용하는 것을 특징으로 하는 전자기기의 제조
방법.
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